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　紫外線照射による表面局所プラズマ生成理論を応用したダイヤモンド薄膜合成装置を設計・

製作し、大面積（３インチ）基板へのダイヤモンド成長を試みた。本方法によれば、これま

で実用化を阻む問題であった膜合成の消費電力を従来法に比べ少なく（1／10以下で成長）で

き、また、大面積・高速成膜を達成できるものと期待される。�

　試作装置は上記理論を満足する仕様を備えて完成した。本装置製作に並行して、小型装置

を用いて紫外線照射時に基板から発生する電子量を計測し、基板種・水素圧力に関して最も

効率的に電子線が励起される条件や、ダイヤモンド膜成長の始まりである核発生のDCグロー

放電による核発生条件の傾向を検討し、本装置に適用した。装置の設計・製作に時間を要し

たこと、薄膜合成装置の故障等でダイヤモンド成長までは至らなかったものの、紫外線照射

による電子励起は確認できたので、今後の成長実験に期待が持てる。�
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